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CpNSTRUC;AO DE UM SISTEMA DE DEPOSICAO DE FILMES FINOS VIA DESBASTAMENTO
100 IONICO. Rodrigo M. Paredi, Jodo E. Schmidt, Angelo R. Morrone, Luis Gustavo Pereira (Laboratério de
Magnetismo, Instituto de Fisica, UFRGS).

Nestes Gltimos anos grande parte dos estudos em magnetismo sdo desenvolvidos em sistemas de baixa
dimensionalidade, ou seja, filmes finos. Isto cria uma necessidade para o Laboratério de Magnetismo-IF de ter a sua disposi¢ao
um sistema que possa servir de gerador de amostras. Com este objetivo foi construido um sistema de deposi¢ao de filmes finos via
deshastamento idnico (Sputtering). Sistemas de Sputtering sdo de grande importancia para o crescimento de filmes finos pois
apresentam uma boa qualidade nas estruturas nele crescidas, assim como séo de constru¢do e manutencgdo relativamente baratas
quando comparadas a outros sistemas. A construgdo do sistema demandou bastante trabalho, tanto no projeto e usinagem dos
componentes como na montagem final até serem realizados os testes de vacuo e controle de pressdo. Apos alguns testes de
deposicdo com um alvo de cobre foram feitas varias modificagcBes no sistema, que possibilitaram uma maior quantidade de
material desbastado do alvo e conseqiente melhora na qualidade dos filmes obtidos. Os filmes depositados na camara de
Sputtering devem ainda ser melhorados sob o ponto de vista da qualidade e controle de espessura, para tanto ja estdo em
desenvolvimento sistemas que possibilitardo o controle de temperatura do substrato e espessura do filme fino durante o processo
de deposicdo, assim como estd sendo desenvolvido o monitoramento por computador de todas as varidveis envolvidas no
processo. Existe ainda uma nova etapa na configuracdo da cdmara de Sputtering a ser desenvolvida que é a implantacdo de um
sistema RF, a qual possibilita o crescimento de filmes compostos por materiais magnéticos (CNPg-PIBIC/UFRGS).
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